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Abstract (en)
[origin: WO9219867A1] In a process for the controlled metering of at least one pourable component, two force pumps (1, 2) driven by a smooth
hydraulic current, each with an oscillating force component (9, 10), are used whereby the hydraulic current is divided in a current divider in such a
way that one force pump, then both together and then the other identical force pump are driven alternately by this hydraulic current. The volume flow
from the force pumps (1, 2) is also smooth and also free of leaks owing to the sealing tests performed on a force pump (1, 2) during the inoperative
period. A device for implementing the process is also described.

Abstract (fr)
Dans un procédé pour le dosage contr6lé d'au moins un composant coulant, deux pompes volumétriques (1, 2) entrainées par un flux hydraulique
exempt de pulsations sont utilisées chacune avec un élement volumétrique oscillant (9, 10), le flux hydraulique étant divisé dans une unité de
répartition de flux de telle maniere que tour a tour une pompe volumétrique, ensuite les deux en méme temps, et puis l'autre pompe volumétrique
de construction identique soient entrainées par ce flux hydraulique. Le flux volumétrique sortant des pompes volumétriques (1, 2) est également
exempt de pulsations et, en raison des contrdles d'étanchéité effectués pendant le temps de repos de chacune des pompes volumétriques (1, 2), il
est également exempt de fuites. Un dispositif pour la réalisation du procédé est également indiqué.
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